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［緒言］

　ハ イ ドロ キ シ ア パ タイ ト （HAp ） は ， われ わ れ の

歯や骨 の 主要構成成分で あ り，高性能バ イ オ マ テ リ

ア ル と し て の 応 用 が 期待 され る ．ま た，炭酸含有 ア

パ タ イ ト （CAP ）は HAp に 比 べ ，物 理 化学的特性 の 点

で 骨 ア パ タ イ トに 類似 し て い る こ と か ら，硬組織代替

材等 と し て 広 く応用 で き る こ と が 示 唆 され て い る ，こ

れ ま で ，こ の 特 性 を 生 か す た め ，早 期 骨 結合 を 促 進 す

る 目 的 で 種 々 の 方法 で チ タ ン イ ン プ ラ ン ト表面への

HAp コ ーテ ィ ン グ が 試 み られ て い る，我 々 は こ れ ま

で チ タ ン 基 盤 E に ス ル ホ 基 を 有 す る 単分 r・膜 を 自己 組

織化 （SAM ） させ て ，　 CAP を化学沈着 コ
ー

テ ィ ン グ

の 可 能 性 を 検 討 し て き た．本 研 究 で は，種 々 の 官能基

（リン 酸 基，カ ル ボ キ シ ル 基 ，水酸 基 ） を チ タ ン 基 盤

上 に 導入 した 場 合 の CAP の 化 学沈着 コ
ー一

テ ィ ン グ を

試 み ，コ
ーテ ィ ン グの 卩∫能．陛 と官能基 に よ る 相違 に つ

い て 検討 し た ．

［実験方法］

　実験 に は チ タ ン 基 盤 （10 ×20 × 2mm ） を 鏡面研磨 し

て 使用 し た．チ タ ン 基 盤表面は 30％ 過酸化水素 と濃 硫

酸混合溶液 を用 い て 水酸基 を導入 した ，その 後，SAM

処理 は 液相法 で 10一ウ ン デ セ ニ ル ジ メ チ ル ク ロ ロ シ ラ

ン 溶液 を 用 い て ， 37 ℃ で 24 時間浸漬す る こ とで 成膜

した．さ らに 末 端 墓 へ の 各官能基 の 導 入 は ，リ ン 酸基

は 0．2MPOCI ・ と 0．2M2 ，4，6一コ リジ ン を含む 脱 水 ア セ ト

ニ トリル 溶液 中 に 1 時間浸漬 し，カ ル ボ キ シ ル 基 は

5e／oKMnO4 水 溶 液 に 5 分 間 浸 漬 し ，水 酸 基 は

0．IMNaOH130 ％ H ユ0 ・ 溶液 に 5 分間浸漬 し て 行 っ た．各

過 程 で の 導 入 の 成 否 は 接触角測 定 に て 評 価 し た ，

　 チ タ ン 基 盤 へ CAP 化学沈 着 コ
ー

テ ィ ン グす る た め

の 浸漬溶液は，前報
u

と 同様に リ ン 酸水素ナ トリ ウム ，

炭酸 ナ ト リ ウム ，硝酸 カ ル シ ウム を 用 い て CO ．

i“
を

60mM に 調整 し て 使用 し た．各処理 後の チ タン 基盤 は ，

37 ℃ の 浸漬溶液 に 7H 間懸架 し て 化学沈着 コ
ー

テ ィ

ン グを 行 っ た．各官能基 で の コ
ーテ ィ ン グ層の 評価は

SEM 観 察，　 EPMA 分析，　 FT−IR，　 X 線回折 で 行 っ た ．

［実験結果お よ び 考察］

　 SAM 処 理 後 と各官能基導 入 後 の 基盤 上 の 水滴 の 接

触角 を表 1 に，濡れ性は図 1 に 示 した ．

　 　表 1　 各官 能 基導 入前 と導 入 後 の 接 触 角

SAM 処 理 後 PO4 基 COOH 基 OH 基

接 触 角 （θ） 10呂．6

± 4．85

19、9

± 35124

，9

± 10．6650

．5

± 4．4

ど の 場 合 も，接

触 脅 は 各官能基

導 入 前 に 比 べ い

ず れ も低 ドし て

才5 り，　と く に リ

ン 酸基 を導 入 し

た 場合 に は 著 し

く濡 れ性 が 増 加

す る 傾 向 に あ っ

た ．

　 SAM 処 理 した
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　 　 　 　 　 　 　 図 1　 各官 能基 導 入 前 と 導入 後 の 濡 れ 性

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔A ）リ ン 酸 基 　 〔B ）カル ボ キ シ ル 基

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （C） 水 酸 基　　 CO）SAM 処 理 後
チ タ ン 基盤 を 7 日

間浸漬溶液 に 浸漬 した 後 の 表 禰 を EPMA で 元 素分析

し た結 果，一様 に 僅 か に Ca と P の 存 在 が 認 め られ た ．

また ， また 図 2 に

示 し た よ　う に
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　　　　　　　　　 図 2 各種 SAM 処 理 した 基盤 を 70
線回折 で は CAP の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 間浸漬 したFT−IRス ベ ク トル

回 折 ピー
ク は 検出 さ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔A ｝リン 酸基 〔B ）カ ル ボ キ シ ル 基 1（
1
）水 酸 基

れ ず，ま た SEM 観
（D隈 漬前 の リン 酸基導入 後の 基 盤表 面

察にお い て もは っ き

り とは CAP 結晶 の 存在 は認 め られず，現在 さ らに 検

討中で あ る ，い ず れ に し て も，基盤表 面 に Ca，P，炭

酸 が 認 め られ た こ と は ，僅か
一一・

層程度の CAP 層の

可能 性が考 え られた ．また，今回 の 実験 で は，チ タ

ン 基盤 の 沈着面 を 下 方 向 に 懸架 した の で 、溶液浸漬 中

で の 沈殿物 の i1∫能性 は なく，僅 か なが らも化学沈着 に

よ り コ ーテ ィ ン グされた もの と確証で きた．

［結論］

　 こ の 結果 、どの 官能基 の 場 合 もチ タ ン 基盤 ltへの

CAP の 化学沈着 コ ーテ ィ ン グの 可 能性 が示 され たが ，

容能基 に よ る差は認 め られ な か っ た．
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